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Актуальность изучения ВЧ разряда обусловлена расширяющимся кругом его практических применений, включая нанотехнологии. В связи с тем, что современное ВЧ оборудование, как правило, работает на фиксированной частоте 13,56 МГц, зависимость физических свойств и параметров плазмы данного разряда от частоты ВЧ поля остается малоизученной. Между тем, для оптимизации функционирования промышленных ВЧ систем этот вопрос является весьма существенным.

В настоящей работе экспериментально изучался емкостной ВЧ разряд (ЕВЧР) с внешними электродами в неоне при давлении 0,5 Торр в диапазоне частот (1-13) МГц в стеклянных разрядных трубках диаметром (4-8) см и длиной (12-15) см.

В процессе работы исследовалась зависимость вольт-амперных характеристик (ВАХ) ЕВЧР, параметров газоразрядной плазмы – концентрации 
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 электронов и процесса формирования приэлектродных плазмоидов с высокоинтенсивным свечением от частоты ВЧ поля для различных конфигураций разрядного промежутка – диаметра и длины трубок, а также – площадей газоразрядных электродов.

Среди полученных экспериментальных результатов наибольший интерес представляют следующие:

      1) обнаруженное аномальное поведение ВАХ ЕВЧР на отдельных частотах поля,         зависящих от диаметра трубки;
 2) установленная сложная внутренняя пространственная структура свечения      приэлектродных плазмоидов.

Проведенные измерения параметров плазмы двойным зондом Ленгмюра показали необходимость учета определенных методических особенностей в условиях исследованного разряда.

Объяснение полученных данных эксперимента производится с учетом двух физических факторов, поддерживающих исследуемый ЕВЧР: ВЧ поля в разрядном промежутке и электронных пучков, формируемых в приэлектродных слоях пространственного заряда [1, 2]. Упомянутые пучки имеют импульсный характер и существуют в течение времени
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- частота ВЧ поля. Частотная зависимость вклада ВЧ поля и электронных пучков в поддержание ЕВЧР, таким образом, будет различна.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для каждых конкретных условий эксперимента существует определенная частота ВЧ поля, дающая возможность получить оптимальные параметры газоразрядной плазмы.
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